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чающийся тем, что, с целью 
повьипения надежности изготовления 
цилиндрических магнитных пленок путем 
одновременного поддержания стабиль­
ности их химического состава, толщи­
ны и кристаллической структуры, в 
раствор осаждения периодически вво­
дят соль ддного из элементов осаждае- 
мого Сплава с наибольшим электро­
отрицательным потенциалом осаждения 
в Количестве 0,06-0,24 исходного 
содержания ее в растворе при уменьше­
нии температуры раствора на 0,5-2 С 
от исходного значения в момент пере­
хода коэффициента магнитострикции
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Изобретение относится к вычисли­

тельной технике и может быть исполь-
. зовано при изготовлении запоминаю­
щих матриц на цилиндрических магнит­
ных пленках (ЦМП). №

Известен способ изготовления ЦМП, 
основанный на получении требуемого 
значения'коэффициента магнитострик­
ции путем регулированиятока элект­
ролитического осаждения ферромаг- щ 
нитного сплава по результатам срав­
нения коэффициента магниТргтрикции 
с эталонной величиной f11

Недостаток известного способа 
заключается в том, что при изменении 15 
плотности тока электролитического 
осаждения изменяется кристалличес­
кая структура осадка и, как следст­
вие, устойчивость записываемой 
на пленку информациик воздействию 20 
размагничивающего магнитного поля.

Наиболее близким техническим ре­
шением к изобретению является спо­
соб изготовления ЦМП, основанный на 
электролитическом осаждении слоя 25 
ферромагнитного сплава, термомаг­
нитной обработке и получении требуе­
мых значений магнитного потока на­
сыщения и коэффициента магнито- ’ 
• стрикции путем регулирования электрод __ .литического тока и температуры осажде'50 
ния ферромагнитного сплава по резуль­
татам сравнения магнитного потока 
насыщения и коэффициента магнито­
стрикции с эталонными величинами [2 J.

Недостаток данного способа обус- 35 
ловлей тем, что при электролитическом 
осаждении магнитной пленки не удается 
одновременно обеспечить стабильность 
толщины, химического состава и крис­
таллической структуры магнитных' пле- 
нок, а значит, и определяемых ими 
магнитных характеристик - магнитного 
потока насыщения, коэффициента маг­
нитострикции и коэрцитивной силы маг­
нитной пленки. 45

Цель изобретения - повышение на­
дежности изготовления ЦМП путем одно­
временного. поддержания стабильности 
их химического состава, толщины и 
кристаллической структуры. 50

Поставленная цель достигается тем, 
что согласно способу изготовления 
ЦМП, основанному на электролитическом 
осаждении слоя ферромагнитного сплава 
на немагнитную проволочную подложкой" 55 
его термомагнитной обработке, в раст- 
'вор осаждения периодически вводят 
соль одного из элементов осаждения 

сплава с наибольшим электроотрицатель­
ным потенциалом осаждения в количе­
стве 0,06-0,24 исходного содержания 
его в растворе при уменьшении тем­
пературы раствора на 0,5-2°С от исход­
ного значения в момент перехода ко­
эффициента магнитострикции в область 
отрицательных значений, после чего 
температуру раствора повышают до 
исходного значения.

На чертеже изображен график зави­
симости температуры раствора осажде­
ния от времени осаждения при условии 
получения ЦМП с коэффициентом магни­
тострикции, близким к нулю.

При электролитическом осаждении 
ферромагнитного сплава необходимо 
поддерживать коэффициент магнито­
стрикции близким к нулю, а значит, 
обеспечивать постоянство химического 
состава пленки. Для этого снижают 
температуру раствора осаждения, что 
дает возможность за счет большего 
увеличения скорости осаждения наиболее 
электроотрицательного элемента спла­
ва относительно скорости осаждения 
остальных элементов сплава скомпен­
сировать уменьшение относительного 
содержания наиболее электроотрица­
тельного элемента В растворе с тече­
нием времени. Для поддержания пос­
тоянной толп^ны ЦМП при снижении тем­
пературы необходимо увеличивать плот­
ность тока электролитического осажде­
ния и поддерживать постоянной крис­
таллическую структуру, а значит, и 
определяемую ею коэрцитивную силу.

Для одновременного поддержания 
стабильности химического состава, 
толщины и кристаллической структу­
ры ЦМП после снижения температуры 
раствора осаждения от первоначальной 
величины Те (точка·А) до температуры 
ТЦ (точки В,С) в момент перехода ко­
эффициента магнитострикции в область 
отрицательных значений (точка С), 
т.е. в момент, когда получение пле­
нок с прежним химическим составом 
при установленной температуре невоз­
можно, в раствор осаждения вводят 
соль наиболее электроотрицательного 
элемента осаждаемого сплава. Количе­
ство вводимой соли должно быть про­
порционально величине снижения темпе­
ратуры, т.е. пропорционально отно­
сительному обеднению раствора осаж­
дения солью указанного элемента пос­
ле снижения температуры и при умень-
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шении температуры раствора на 0,5- 
2 С от первоначальнойколичество 
вводимой соли должно составить 0,06- 
0,24 от исходного содержания ее в 
растворе. После введения соли темпе- 5 
ратуру раствора осаждения увеличи­
вают до первоначальной величины (точ­
ка Af ) и продолжают процесс изготов­
ления чпленок.

При уменьшении температуры раст- to 
вора осаждения менее, чем на 0,5 С, 
стабильное поддержание требуемых 
значений магнитных свойств достига­
ется регулированием плотности тока 
электролитического осаждения без 15
введения соли элемента с наибольшим 
электроотрицательным потенциалом 
осаждения.

При уменьшений температуры раст- · 
вора осаждения более, чем на 2°С, 20
уменьшение толщины осаждаемой плен- · 
ки такового, что увеличение плотнос­
ти тока осаждения, позволяющее полу­
чить требуемое значение магнитного 
потока насьицения, приводит к сущест- %5 
венному изменению кристаллической 
структуры, а именно, к измельчению 
зерна ее вследствие увеличения 
интенсивности образования новых цент­
ров роста пленки при увеличении ско- ,0 
рости разряда ионов на катоде без 
соответствующего возрастания скорос­
ти их доставки в прикатодную область 
(к подложке) и снижению концентрации 
ионов в прикатодной области. Умень­
шение зерна структуры пленки вызы­
ваем изменение структурно-чувстви­
тельных магнитных характеристик, в 
частности величины коэрцитивной 
силы и не позволяет получать ципинд-■ ’ -г 40рические магнитные пленки с требуе-. 
мыми значениями магнитных свойств.

При введении соли элемента сплава’ 
с наибольшим электроотрицательным 
потенциалом в количестве менее 0,06 45
содержания его в растворе осаждения 
повышением температуры раствора до 
первоначальной величины не обеспечи­
вается сохранение химического состава 
НМЛ вследствие, недостаточного отно- 50 
сительного изменения содержания соли 
наиболее электроотрицательного эле­
мента в растворе, что не позволяет 
получить пленку с заданным коэффици­
ентом магнитострикций. При введений 55 
соли наиболее электроотрицательного 
элемента сплава в количестве более 
0,24 содержания его в растворе для

обеспечения сохранения химического < 
I состава пленки необходимо повышать 
температуру раствора осаждения до 
величины выше первоначальной и сни­
жать электролитический ток осаждения 
для получения заданной толщины ЦМП, 
что вызывает увеличение зерна крис­
таллической структуры и отключение 
структурно-чувствительных свойств 
пленки от требуемых значений.

При мер. Изготовляют ЦМП сог­
ласно изобретению при непрерывном 
процессе прохождения проволочной под­
ложки и последовательном формирова­
нии цилиндрической магнитной пленки 
с требуемыми значениями магнитных 
параметров.

В качестве подложек используют 
проволоку из бериллевой бронзы БРБ2, 
на которую после осаждения медного 
.подслоя электролитически осаждают 
слой .ферромагнитного сплава Fe-Ni-Co 
из электролита, содержащего соли 
железа, никеля й кобальта с добавка­
ми сегнетовой соли, сахарина и нат- 
рийпаурилсульфата. Измерение коэф­
фициента магнитострикции производят 
по изменению дифференциальной про­
ницаемости при растяжении пленки, 
магнитный поток измеряют индукцион- 
ным методом, коэрцитивную силу опре­
деляют по петле гистерезиса, измеря­
емой в направлении оси легкого на­
магничивания . . При снижении темпера­
туры раствора осаждения на О,5-2°С 
в.момент перехода коэффициента маг­
нитострикции в область отрицатель­
ных значений вводят в раствор осаж­
дения соль железа, как наиболее 
электроотрицательного элемента спла­
ва, в количестве 0,06-0,24 содержа­
ния его в растворе осаждения, после 
чего температуру раствора осаждения 
поднимают до первоначальной, т.е. 
соответствующей началу изготовле­
ния годных магнитных пленок.

Изготовление магнитных пленок с 
использованием базового варианта £2j 
позволяет получать пленки с разбросом, 
/характеристик около 20Z и не дает 
возможности поддерживать стабильньм 
процент выхода годных ЦМП.

При использовании предложенного
. способа, основанного’ на коррекции
состава раствора осаждения по изме­
нению Температуры ссажденйя и позволя—
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ющего подучать ЦМП заданного химичес­
кого состава, процент выхода год­
ных пленок стабилизируется, разброс 
их характеристик не превышает 5Z.

Ожидаемый экономический эффект 
связан с повышением надежности изго 
товления ЦМП и составляет около 
10 тыс. руб.
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